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Uchwata nr 17/2019
Rady Wydziatu Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu todzkiego
podjeta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 roku
w sprawie wyznaczenia trzech czlonkdw komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, crionka
komisji) w postepowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczetym
na wniosek dr Anny Krdlikowskiej

§1

Rada ‘Wydzialu MNauk o Wychowaniu Uniwersytetu Lodzkiego, dzialajac
na podstawie Art. 18a ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
faukowpm orer o stopnich | tytule w z2okresie sztuki (Dz. L. Nr 65, poz. 595, 7 pdin. 2m.) oraz
Ustawy 2 dnia 3 lipca 2013 r. Przepisy worowadzajgee ustawe — Prawo o srkolnictwie wy2srym
i nowce (DzU. poz.1669) pozapoznaniu sie z tematyky dorobku naukowego dr Anny
Erolikowskie] mieszczgcq sie w dyscyplinie pedagogika oraz majac na uwadze rapewnienie prac
kamisji habilitacyjnej wyznacza trzech jej czlonkéw w osobach:
1. Dr hab. lwonne Michalska, prof. UL [Uniwersyter Lédeki) — recenzent
2. Dr hab. Joanne Sosnowska (Uniwersyter todeki) = sekretarz
3. Dr hab. Anete Botdyrew, prof. UL (Uniwersyter tadeki) — crlonek komisji.

§2
Lichwata wehodzi w bycie w dniu jij podjecia.

Lizasadnienie:

1) Zgodmie z art.18a wst. 5 pkt. 2) Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o sfopnioch noukowych
i tytule novkowym oroz o stopnioch | bytule w zakresie sztuki (Dz. U, Nr 65, poz. 595,
z pdin, m.) wszyscy wyznaczeni czlonkowie Komisji Habilitacyjnej sa osobami
0 uznanej renomie naukowej, w tym miedzynarodowe;j.

2) Sekretarz komisji jest pracownikiem jednostki prowadzgcej postepowanie [Wydzialu Nauk
o Wychowaniu Uniwersytetu bddzkiego] co ulatwi sprawng | merytoryczng prace komisji
habilitacyjne;.
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